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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年6月5日(2008.6.5)

【公開番号】特開2002-319532(P2002-319532A)
【公開日】平成14年10月31日(2002.10.31)
【出願番号】特願2001-124758(P2001-124758)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/09     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/305    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５４１Ｗ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５０４　
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　
   Ｈ０１Ｊ  37/09    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｊ  37/305   　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月22日(2008.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　複数の荷電粒子線を利用して基板にパターンを描画する荷電粒子線露
光装置であって、
　荷電粒子線を放射する荷電粒子源と、
　前記荷電粒子源の複数の中間像を実質的に１つの平面上に形成する電子光学素子と、
　前記複数の中間像を各々形成している複数の荷電粒子線を遮断するか否かを個別に制御
する複数のブランカーが配列されたブランカーアレイと、
　前記電子光学素子によって形成された中間像を基板上に縮小投影する縮小電子光学系と
、
　を備え、前記ブランカーアレイは、前記平面上に配置されていることを特徴とする荷電
粒子線露光装置。
　　【請求項２】　前記ブランカーアレイと前記縮小電子光学系との間に配置された補正
レンズアレイを更に備え、前記補正レンズアレイには、前記電子光学素子によって形成さ
れる複数の中間像の虚像を前記縮小電子光学系の収差に応じた位置に各々形成する複数の
電子レンズが配列されていることを特徴とする請求項１に記載の荷電粒子線露光装置。
　　【請求項３】　前記ブランカーアレイに配列された各ブランカーは、遮断すべき荷電
粒子線を偏向させる一方で遮断すべきでない荷電粒子線を偏向させず、
　前記補正レンズアレイは、前記ブランカーアレイに配列された複数のブランカーを各々
通過した複数の荷電粒子線のうち偏向された荷電粒子線を遮断する一方で偏向されなかっ
た荷電粒子線を通過させるストッパアレイを有することを特徴とする請求項２に記載の荷
電粒子線露光装置。
　　【請求項４】　前記ブランカーアレイに配列された各ブランカーは、遮断すべき荷電
粒子線を偏向させる一方で遮断すべきでない荷電粒子線を偏向させず、
　前記荷電粒子線露光装置は、前記ブランカーアレイに配列された複数のブランカーを各
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々通過した複数の荷電粒子線のうち偏向された荷電粒子線を遮断する一方で偏向されなか
った荷電粒子線を通過させるストッパアレイを更に備えることを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の荷電粒子線露光装置。
　　【請求項５】　前記電子光学素子は、
　前記荷電粒子源から放射される荷電粒子線を通過させる複数の開口が配列されたアパー
チャアレイと、
　前記複数の開口を各々通過した複数の荷電粒子線により前記平面上に前記複数の中間像
を形成する複数の電子レンズが配列されたレンズアレイと、
　を有することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の荷電粒子線露
光装置。
　　【請求項６】　デバイスの製造方法であって、
　基板に感光材を塗布する工程と、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の荷電粒子線露光装置により前記感光材が
塗布された基板にパターンを描画する工程と、
　パターンが描画された前記基板上の感光材を現像する工程と、
　を含むことを特徴とするデバイスの製造方法。
　　【請求項７】　荷電粒子線を放射する荷電粒子源と、
　前記荷電粒子源の複数の中間像を実質的に１つの平面上に形成する電子光学素子と、
　前記複数の中間像を各々形成している複数の荷電粒子線を遮断するか否かを個別に制御
する複数のブランカーが配列されたブランカーアレイと、
　前記電子光学素子によって形成された中間像を基板上に縮小投影する縮小電子光学系と
、
　を備え、前記ブランカーアレイは、前記平面上に配置されていることを特徴とする荷電
粒子線応用装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【００１０】
　　【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の側面は、複数の荷電粒子線を利用して基板にパターンを描画する荷電粒
子線露光装置に係り、荷電粒子線を放射する荷電粒子源と、前記荷電粒子源の複数の中間
像を実質的に１つの平面上に形成する電子光学素子と、前記複数の中間像を各々形成して
いる複数の荷電粒子線を遮断するか否かを個別に制御する複数のブランカーが配列された
ブランカーアレイと、前記電子光学素子によって形成された中間像を基板上に縮小投影す
る縮小電子光学系とを備え、前記ブランカーアレイは、前記平面上に配置されていること
を特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明の好適な実施の形態によれば、前記電子光学素子は、前記荷電粒子源から
放射される荷電粒子線を通過させる複数の開口が配列されたアパーチャアレイと、前記複
数の開口を各々通過した複数の荷電粒子線により前記平面上に前記複数の中間像を形成す
る複数の電子レンズが配列されたレンズアレイとを有することが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の第３の側面は、荷電粒子線応用装置に係り、荷電粒子線を放射する荷電粒子源
と、前記荷電粒子源の複数の中間像を実質的に１つの平面上に形成する電子光学素子と、
前記複数の中間像を各々形成している複数の荷電粒子線を遮断するか否かを個別に制御す
る複数のブランカーが配列されたブランカーアレイと、前記電子光学素子によって形成さ
れた中間像を基板上に縮小投影する縮小電子光学系とを備え、前記ブランカーアレイは、
前記平面上に配置されていることを特徴とする。
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